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Магнетронное напыление – технология нанесения тонких 

плёнок на подложку с помощью катодного распыления мише-
ни в плазме диодного разряда в скрещенных электрических и 
магнитных полях. Технологические устройства, предназна-
ченные для реализации этой технологии, называют магне-
тронными распылительными системами. 

Основными элементами магнетронной распылительной си-
стемы являются плоский катод, изготовленный из напыляемо-
го материала; анод, устанавливаемый по периметру катода; 
магнитная система, обычно на основе постоянных магнитов и 
система водоохлаждения. Силовые линии магнитного поля, 
замыкаясь между полюсами, пересекаются линиями электри-
ческого поля (см. рис. 1).  

Принцип действия магнетрона основан на торможении 
электронов в скрещенных электрических и магнитных полях. 
При подаче постоянного напряжения между мишенью (отри-
цательный потенциал) и анодом (положительный потенциал) 
возникает неоднородное электрическое поле и возбуждается 
тлеющий разряд. Наличие замкнутого магнитного поля к рас-
пыляемой поверхности мишени позволяет локализовать плаз-
му разряда непосредственно у мишени. Электрон циркулирует 
в электромагнитной ловушке до тех пор, пока не произойдет 
несколько ионизирующих столкновений с атомами рабочего 
газа, в результате которых он потеряет полученную от элек-
трического поля энергию.  
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Рис. 1. Схема магнетронной системы 

Таким образом, большая часть энергии электрона, прежде 
чем он попадает на анод, используется на ионизацию и воз-
буждение, что значительно увеличивает эффективность про-
цесса ионизации и приводит к возрастанию концентрации по-
ложительных ионов у поверхности мишени. Это, в свою оче-
редь, приводит к увеличению интенсивности ионной бомбар-
дировки мишени и значительному росту скорости осаждения 
покрытия. Для получения пленок металлов и сплавов в каче-
стве рабочего газа используют инертный газ, в основном, ар-
гон (Ar).  

Магнетронное напыление позволяет получать проводнико-
вые, полупроводниковые и диэлектрические пленки из раз-
личных материалов толщиной от нескольких нанометров до 
десятков микрон. 

Преимущества магнетронного напыления: высокая ско-
рость осаждения; высокая равномерность толщины покрытия; 
относительно низкая пористость; высокий уровень адгезии 
покрытия с основой; возможность нанесения покрытия слож-
ного состава и возможность наносить покрытия на большие 
площади; относительно дешевый метод осаждения; хорошая 
управляемость; возможность нанесения нескольких покрытий 
в одном технологическом цикле; низкая степень загрязнения 
пленок. 


